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(54) 보조 마스크를 사용한 평판 표시 소자의 제조 방법

요약

본 발명은 기판에 새도우 마스크를 정확히 정렬하여, 유기 발광 물질, 전극 물질 등의 증착 물질을 기판에 오차없이 

증착할 수 있는 보조 마스크를 사용한 평판 표시 소자의 제조방법에 관한 것으로서, 액티브 영역과 상기 액티브 영역

의 가장자리에 형성된 프레임으로 이루어진 새도우 마스크의 일측면에 상기 액티브 영역을 개방하는 개구부가 형성

되어 있으며 상기 프레임의 적어도 일부분을 지지하는 보조 마스크를 장착하는 과정; 상기 새도우 마스크의 타측면에

기판을 정렬하는 과정; 및 상기 새도우 마스크의 액티브 영역을 통하여 증작물질을 기판에 증착하는 과정을 포함하는

평판 표시 소자의 제조방법을 제공한다.

대표도

도 3a

색인어

새도우 마스크, 보조 마스크, 자기장, 기판, 액티브 영역, 프레임, 정렬

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 1d는 종래 기술에 따른 평판 표시 소자의 제조 공정을 설명하기 위한 도면.

도 2a 및 2b는 일반적으로 사용되는 새도우 마스크의 일 예를 나타내는 평면도.

도 3a 내지 3c는 본 발명의 일 실시예에 따른 평판 표시 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 도면.

도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 평판 표시 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 도면.

도 5는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 평판 표시 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 도면.
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 보조 마스크를 사용한 평판 표시 소자의 제조방법에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 기판에 새도우 마스

크를 정확히 정렬(align)하여, 유기 발광 물질, 전극 물질 등의 증착 물질을 기판에 오차없이 증착할 수 있는 보조 마

스크를 사용한 평판 표시 소자의 제조방법에 관한 것이다.

최근 핸드폰, PDA 등 포터블(portable) 전자 기기의 사용이 일반화되고, 표시 장치가 대형화됨에 따라, 부피가 적은 

평판 표시 소자에 대한 요구가 증대되고 있으며, 이러한 평판 표시 소자 중 하나로서 유기 전계발광 소자에 대한 연구

가 활발히 이루어지고 있다. 유기 전계발광 소자는 5 내지 20V 정도의 낮은 전압으로 구동할 수 있다는 장점이 있을 

뿐만 아니라, 넓은 시야각, 고속 응답성, 고 컨트라스트(contrast) 등의 뛰어난 특징을 가지고 있고, 얇고 가벼우며 색

감이 좋기 때문에 차세대 평판 표시 소자로서 적합하다.

유기 전계발광 소자는 일반적으로 기판 상에 제1 전극이 띠(stripe)형태로 형성되고, 상기 제1 전극 상부에 R, G, B 

유기 전계발광층이 형성되며, 상기 유기 전계발광층 상부에 제2 전극이 상기 제1 전극과 수직한 방향으로 띠 형태로 

형성되는 구조를 가지고 있다. 이와 같은 유기 전계발광 소자에서 상기 R, G, B 유기 전계발광층 및 제2 전극 등을 형

성하는 방법으로는 포토레지스트를 이용하여 포토리쏘그래피 공정을 수행하는 방법과, 기판 상에 별도의 세퍼레이터

를 형성하고, 각 세퍼레이터의 사이에 원하는 물질을 증착시키는 방법, 및 메탈 새도우 마스크를 사용하는 방법이 알

려져 있다.

여기서 포토리쏘그래피 공정을 이용하는 방법은 정밀한 R, G, B 유기 발광층 패턴을 형성할 수 있다는 장점이 있으나

, 포토레지스트의 코팅, 노광, 현상 등 복잡한 공정을 거쳐야 할뿐 만 아니라, 포토레지스트를 현상하기 위한 용매에 

의하여 R, G, B 유기 발광층의 패턴 및 물질의 특성이 변화하지 않도록 주의를 기울여야 하며, 상기 용매의 사용에 의

한 공해 문제를 유발한다는 단점이 있다. 또한, 원하는 패턴으로 R, G, B 유기 발광물질 등, 증착물질을 증착하기 위하

여 세퍼레이터를 별도로 형성하는 것은, 세퍼레이터를 형성하기 위한 공정에 많은 비용 및 시간이 소요되며, 세퍼레

이터를 형성하는 것만으로는 다양한 증착 물질을 원하는 패턴으로 증착할 수 없다는 단점이 있다.

따라서, 상기와 같은 단점을 해소하기 위하여 금속 새도우 마스크(metal shadow mask)를 사용하여 R, G, B 유기 발

광물질, 제2 전극 등을 기판 상에 형성하는 방법이 널리 이용되고 있다. 새도우 마스크를 사용하는 방법은 원하는 모

양의 패턴으로 홀(hole)이 형성되어 있는 새도우 마스크를 기판 상부에 정렬(align)시키고, 상기 홀을 통하여 R, G, B 

유기 발광물질, 제2 전극을 형성하는 물질 등 증착 물질을 기판에 증착함으로서, 기판 상부에 원하는 모양의 증착 물

질 패턴을 형성하는 것으로서, 필요에서 따라서는 별도의 세퍼레이터를 형성한 상태에서 새도우 마스크를 사용하여 

원하는 물질을 증착하기도 한다.

이와 같이 새도우 마스크를 사용하여, R, G, B 유기 발광물질을 기판에 증착 하는 방법의 일 예를 도 1a 내지 1d에 나

타내었다. 도 1a에 도시한 바와 같이, 제1 전극(12)이 형성된 기판(10)에 세퍼레이터(14)를 형성하고, 적색(R) 유기 

발광물질이 증착될 부분에 홀이 형성된 금속 새도우 마스크(100)를 밀착시킨 다음, 적색 유기 발광물질을 증착하여 

적색(R) 유기 발광물질층(16a)을 형성한다. 다음으로, 상기 새도우 마스크(100)를 이동시켜, 이미 증착된 적색 유기 

발광물질층(16a)의 상부를 폐쇄하고, 녹색(G) 유기 발광 물질이 증착될 부분을 개방한 후, 녹색(G) 유기 발광 물질을 

증착하여, 녹색(G) 유기 발광물질층(16b)을 형성한다(도 1b 참조). 이와 같은 방식으로 청색(B) 유기 발광물질층(16c

)을 형성한 후(도 1c 참조), 새도우 마스크(100)를 제거하고, 상기 R, G, B 유기 발광물질층(16c) 상부에 제2 전극물

질(18)을 증착함으로서 유기 전계발광 소자를 제조한다.

상기 유기 전계발광 소자의 제조 시에 사용되는 금속 새도우 마스크(100)는 도 2a 및 2b에 도시한 바와 같이, 소정의 

패턴으로 홀(32)이 형성된 액티브(active) 영역(34)과 상기 액티브 영역(34)의 가장자리에 형성된 프레임(frame, 30)

으로 구성되어 있다. 일반적으로 물질을 증착(deposition)하는 소스(source)와 기판의 거리를 무한히 길게 하여, 증착

물질을 새도우 마스크(100)에 수직으로 입사시킬 수는 없으므로, 증착 물질을 정확히 기판 상에 증착시키기 위해서는

새도우 마스크(100)의 두께를 가능한 얇게, 일반적으로는 100㎛이하로 하여야 하며, 또한 새도우 마스크(100)가 가

능한 기판(10)에 밀착되어 있는 것이 바람직하다.

그러나 이와 같이 새도우 마스크(100)의 두께를 가능한 얇게 하면, 액티브 영역(34)의 홀(32)을 형성하는 그리드 영

역(36)은 작은 힘에도 끊어지기 쉽고, 세퍼레이터(14)가 형성된 기판(10)에 상기 새도우 마스크(100)를 장착하는 경

우(도 1a 내지 1d 참조), 또는 증착 공정이 기판(10)의 하부에서 상부로 이루어져, 새도우 마스크(100)가 기판(12)의 

하부에 장착되는 경우에는 상기 그리드 영역(36)이 중력의 영향으로 인하여 휘어지게 되는 문제점이 있다. 이와 같이 

상기 그리드 영역(36)이 중력에 의하여 휘어지는 것을 방지하기 위하여, 가능한 새도우 마스크(100)를 정밀하고 견고

하게 가공하여야 하며, 또한 새도우 마스크(100)의 상, 하, 좌, 우 방면으로 텐션(tension)을 가하는 방법도 사용되고 

있으나, 이 경우에는 새도우 마스크(100)에 가해진 텐션에 의하여 새도우 마스크(100)가 늘어나게 되는 문제점이 있

다.

이와 같이 새도우 마스크(100)가 중력에 의해 하방으로 처지거나, 새도우 마스크(100)에 가해진 텐션에 의하여 늘어

나게 되면, 증착하고자 하는 증착물질이 기판(10)과 금속 새도우 마스크(100) 사이에 형성된 틈으로 들어가서, 증착

시키고자 하는 부분보다 넓은 부분에 증착되어 오정렬(misalign)되는 문제점이 있다.
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발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서, 본 발명의 목적은 증착 물질을 기판 상에 오차없이 증착할 수 있는 평판 표시 소자의 제조방법을 제공하는 것

이다.

본 발명의 다른 목적은 증착 물질을 소정 패턴으로 기판에 증착시키기 위한 새도우 마스크와 기판을 정확히 정렬시킬

수 있는 유기 전계발광 소자의 제조방법을 제공하는 것이다.

본 발명의 또 다른 목적은 새도우 마스크의 휘어짐에 의하여, 기판과 새도우 마스크 사이에 틈이 발생하는 것을 방지

할 수 있는 보조 마스크를 사용한 유기 전계발광 소자의 제조방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 액티브 영역과 상기 액티브 영역의 가장자리에 형성된 프레임으로 이루어진

새도우 마스크의 일측면에 상기 액티브 영역을 개방하는 개구부가 형성되어 있으며 상기 프레임의 적어도 일부분을 

지지하는 보조 마스크를 장착하는 과정, 상기 새도우 마스크의 타측면에 기판을 정렬하는 과정, 및 상기 새도우 마스

크의 액티브 영역을 통하여 증작물질을 기판에 증착하는 과정을 포함하는 평판 표시 소자의 제조방법을 제공한다.

본 발명은 또한 기판의 일면에 소정 패턴의 액티브 영역을 갖는 새도우 마스크를 정렬하는 과정, 상기 새도우 마스크

가 장착되는 기판의 반대면에 자기장 발생 장치를 장착하고 자기장을 발생시키는 과정, 및 상기 새도우 마스크의 액

티브 영역을 통하여 증작물질을 기판에 증착하는 과정을 포함하는 평판 표시 소자의 제조방법을 제공한다.

여기서, 상기 보조 마스크는 상기 새도우 마스크의 프레임과 동일한 형상을 가지며, 상기 보조 마스크는 상기 새도우 

마스크가 상기 기판에 정렬된 후 장착될 수 있다.

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명하면 다음과 같다.

도 3a 내지 3c는 본 발명의 일 실시예에 따른 평판 표시 소자의 제조 과정을 도시한 것이다. 도 3a에 도시한 바와 같

이, 본 발명의 일 실시예에 따라 평판 표시 소자를 제조하기 위해서는, 먼저 소정 패턴으로 홀(32)이 형성된 액티브 영

역(34)과 프레임(30)으로 이루어진 새도우 마스크(100)의 일측면에 상기 액티브 영역(34)을 개방하는 개구부(50)가 

형성되어 있으며 상기 프레임(30)의 적어도 일부분을 지지하는 보조 마스크(102)를 장착한다.

이때 상기 보조 마스크(102)에 형성된 개구부(50)는 새도우 마스크(100)의 액티브 영역(34)과 동일하거나 다소 크게

형성되어, 증착 물질이 상기 액티브 영역(34)의 홀(32)을 통과할 수 있도록 되어 있어야 한다. 상기 보조 마스크(102)

는 상기 프레임(30)을 지지하여 상기 프레임(30)의 처짐을 방지할 수 있는 크기 및 형상을 가지면 충분하지만, 바람직

하기로는 상기 프레임(30)과 동일한 형상 및 크기를 가지도록 제작되어 있어, 상기 프레임(30)의 처짐을 최대한 방지

할 수 있는 것이 좋으며, 상기 보조 마스크(102)의 두께는 상기 프레임(30)을 지지할 수 있는 강도를 가지도록 적절히

설정할 수 있으나, 바람직하게는 약 5mm 인 것이 좋다.

본 발명에 사용되는 새도우 마스크(100)는 평판 표시 소자의 제작에 통상적 으로 사용되는 새도우 마스크를 변형 없

이 사용할 수 있으며, 액티브 영역(34)이 새도우 마스크(100)의 두께에 의해서 스크리닝(screening)되는 현상을 최소

화하기 위하여 가능한 한 얇은 두께, 예를 들면 100㎛ 이하의 두께를 가지는 것이 바람직하다. 상기 새도우 마스크(10

0)는 기판을 밀착 지지할 수 있는 강도를 가지는 것이면, 어떠한 것으로도 제작할 수 있으나, 바람직하게는 SUS 등의 

금속으로 이루어지는 것이 좋다.

다음으로 도 3b에 도시된 바와 같이, 보조 마스크(102)가 장착된 새도우 마스크(100)의 상부에 증착 물질을 증착하

고자 하는 기판(104)을 입수시키고, 상기 기판(104)과 상기 새도우 마스크(100)가 밀착되지 않은 상태에서, 상기 기

판(104)과 상기 새도우 마스크(100)를 정렬한다. 기판(104)과 새도우 마스크(100)를 정렬한 후에는 기판(104)을 새

도우 마스크(100) 방향으로 밀착시킨다. 이와 같이 기판(104)을 새도우 마스크(100)에 밀착시키면, 기판(104)의 하

중에 의하여 기판(104)과 보조 마스크(102)의 사이에 개재된 새도우 마스크(100)의 프레임(30)에 힘이 가해져서 새

도우 마스크(100)에 이차적인 텐션(tension)이 가해진다. 이와 같이 새우도 마스크(100)에 텐션을 가함으로서 다수의

홀이 형성되어 지지력이 약한 액티브 영역(34)의 처짐을 억제할 수 있다. 상기 기판(104)은 유기 전계발광 소자 등 평

판 표시 장치에서 통상적으로 사용되는 기판으로서 단단하거나, 플렉시블한 기판이 모두 사용될 수 있다.

이와 같이, 액티브 영역(34)의 처짐을 억제하도록 기판(104)과 새도우 마스크(100)를 밀착한 상태에서, 상기 새도우 

마스크(100)의 액티브 영역(34)을 통하여 증작물질을 기판에 증착한다. 이때 상기 증착물질로는 유기물, 무기물 및 

또는 금속류 등을 사용할 수 있으며, 구체적으로는 R, G, B 유기 발광물질, 전극 물질 등을 예시할 수 있다. 이와 같이 

새도우 마스크(100)의 프레임(30)에 텐션을 가함으로서 액티브 영역(34)의 처짐에 의한 증착 영역의 퍼짐 현상 없이 

평판 표시 소자를 제조할 수 있다. 이때 필요한 경우에는 기판(104)과 새도우 마스크(100)를 먼저 정렬한 후, 보조 마

스크(102)를 이용하여 새도우 마스크(100)를 밀착 지지하도록 할 수도 있다.

이와 같이 보조 마스크(102)를 사용하면, 액티브 영역(34)의 면적이 적은 새도우 마스크(100)의 처짐은 충분히 억제

할 수 있으나, 액티브 영역(34)의 면적이 큰 경우에는 보조 마스크(102)의 사용만으로는 액티브 영역(34)의 처짐을 

완전히 방지할 수 없다. 이와 같이 액티브 영역(34)이 큰 새도우 마스크(100)에서 액티브 영역(34)의 처짐을 방지하

기 위한 본 발명의 다른 실시예가 도 4에 도시되어 있다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 다른 실시예에 따른 평

판 표시 장치의 제조방법에서는 보조 마스크(102), 새도우 마스크(100) 및 기판(104)이 순차적으로 정렬(align)된 기

판(104)의 반대면에 소정의 간격을 두고 자기장 발생 장치(108)를 장착하고, 증착 물질의 증착 과정을 수행한다.

즉, 새도우 마스크(100)가 장착된 기판(104)의 반대면에 자기장 발생장치(108)를 장착하고, 자기장을 인가함으로서, 

금속으로 이루어진 새도우 마스크(100)의 액티브 영역(34)을 자기장의 방향으로, 즉 기판(104)의 방향으로 끌어당길

수 있으며, 따라서 새도우 마스크(100)의 액티브 영역(34)과 기판(104)이 서로 밀착된다. 이와 같이, 새도우 마스크(
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100)의 액티브 영역(34)과 기판(104)이 서로 밀착된 상태에서 액티브 영역(34)을 통하여 증착물질을 기판(104)에 증

착함으로서 증착 물질을 기판(104) 상에 오차없이 증착할 수 있다.

여기서 상기 자기장 발생 장치(108)는 기판(106)과 동일한 크기를 가지는 것이 바람직하며, 영구 자석 또는 전자석을

사용할 수 있다. 또한 상기 자기장 발생장치로부터 인가되는 자기장의 세기는 상기 액티브 영역(34)의 처짐을 방지할

수 있는 정도이면 충분하며, 사용되는 새도우 마스크(100)의 재질 및 두께에 따라 달라질 수 있으나, 상기 새도우 마

스크(100)가 SUS 등의 금속으로 이루어진 경우에는 약 150가우스 정도의 자기장을 발생시키는 것이 바람직하다.

도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 평판 표시장치의 제조공정을 나타낸 것으로서, 도 5에 도시한 바와 같이 보조 

마스크(102)를 사용하지 않는 상태에서 새도우 마스크(100)와 기판(104)을 정렬(align)하고, 상기 기판(104)의 배면

에 소정의 간격을 두고 자기장 발생 장치(108)를 장착한 다음, 자기장을 인가함으로서 새도우 마스크(100)의 처짐 현

상을 방지할 수도 있다. 도 3 내지 5에서는, 상기 자기장 발생 장치(108), 새도우 마스크(100), 및 기판(104)이 중력

방향으로 순차적으로 배열된 것을 도시하였으나, 자기장 발생 장치(108), 새도우 마스크(100) 및 기판(104)이 중력의

반대 방향으로 배열된 경우에도 자기장 발생 장치(108)에서 형성된 자기장에 의하여 새도우 마스크(100) 및 기판(10

4)이 밀착되어, 새도우 마스크(100)의 오정렬(misalign)을 방지할 수 있으므로 증착 물질을 기판(104) 상에 오차없이

증착할 수 있다.

발명의 효과

이상 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 평판 표시 소자의 제조방법은 보조 마스크를 사용함으로써 새도우 마스크의 

처짐 현상을 방지하고, 상기 처짐 현상에 의한 증착물의 퍼짐 현상을 최소화하는 효과가 있다. 또한, 액티브(active) 

영역이 넓은 소자를 제조할 경우에는 일정한 세기의 자기장을 발생시키는 자기장 발생 장치를 장착하여 기판과 새도

우 마스크 사이에 틈이 발생하는 것을 방지함으로서 금속 새도우 마스크와 기판을 정확히 정렬시킬 수 있다. 본 발명

은 액정표시장치(Liquid Crystal Display; LCD), 플라스마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel; PDP), 전계 방

출 디스플레이(Field Emission Display; FED), 유기 전계발광 소자 등 특정 증착 물질을 기판에 증착할 필요가 있는 

다양한 평판 표시 소자의 제작에 사용될 수 있으며, R, G, B 유기 전계발광물질을 기판에 증착할 필요가 있는 유기 전

계발광 소자의 제작에 특히 유용하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
액티브 영역과 상기 액티브 영역의 가장자리에 형성된 프레임으로 이루어진 새도우 마스크의 일측면에 상기 액티브 

영역을 개방하는 개구부가 형성되어 있으며 상기 프레임의 적어도 일부분을 지지하는 보조 마스크를 장착하는 과정;

상기 새도우 마스크의 타측면에 기판을 정렬하는 과정; 및

상기 새도우 마스크의 액티브 영역을 통하여 증작물질을 기판에 증착하는 과정을 포함하는 평판 표시 소자의 제조방

법.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 새도우 마스크가 밀착된 기판의 반대면에 자기장을 인가하여 상기 새도우 마스크를 상기 기판

에 밀착시키는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 평판 표시 소자의 제조방법.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 증착물질은 유기물, 무기물 또는 금속인 것을 특징으로 하는 평판 표시 소자의 제조방법.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 보조 마스크는 상기 새도우 마스크의 프레임과 동일한 형상을 가지는 것을 특징으로 하는 평판

표시 소자의 제조방법.

청구항 5.
제2항에 있어서, 상기 자기장 발생 장치는 영구 자석 또는 전자석인 것을 특징으로 하는 평판 표시 소자의 제조방법.

청구항 6.
제1항에 있어서, 상기 보조 마스크는 상기 새도우 마스크가 상기 기판에 정렬된 후 장착되는 것을 특징으로 하는 평판

표시 소자의 제조방법.

청구항 7.
삭제

도면
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本发明涉及一种使用辅助掩模制造平板显示装置的方法，该辅助掩模能
够在基板上精确地对准阴影掩模并且在基板上无错误地沉积诸如有机发
光材料和电极材料的沉积材料，安装辅助掩模，该辅助掩模具有用于在
荫罩的一侧上打开有源区域的开口，该荫罩由形成在该区域的边缘处并
支撑该框架的至少一部分的框架制成;将基板对准荫罩的另一侧;并且通过
荫罩的有源区将生长材料沉积在基板上。 图3A 指数方面 阴影掩模，辅
助掩模，磁场，基板，有源区，框架，对齐
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